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Brusné zafizeni zahrnuje upinaci stul pro drZeni
waferu, brusnou jednotku majici hiidel pro ota¢eni
brusného kotouce, jednotku pro uzpiisobeni sklonu
rota¢ni osy upinaciho stolu vzhledem k rota¢ni ose
hiidele, dotykovy panel a fidici ¢ast. Tato fidici Cast
je uzpusobena tak, aby porovnavala informaci
tykajici se cilového prufezového tvaru vloZenou do
vstupniho pole cilového tvaru s informaci tykajici
se aktualniho priifezového tvaru vloZzenou do
vstupniho pole aktudlniho tvaru a pak fidila
jednotku pro uzpisobeni sklonu za u¢elem zmény
sklonu rota¢ni osy upinaciho stolu, a sice tak, ze
dany wafer je brouSen na u¢elem ziskani cilového
prufezového tvaru tohoto waferu.
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Brusné zarizeni

Oblast techniky

Predlozeny vynalez se tyka brusného zafizeni pro brouseni waferu za pouziti abrazivnich ¢lent.

Dosavadni stav techniky

U brusného zafizeni pro brouseni waferu za pouziti abrazivnich ¢lenti se otaci brusny kotou¢ majici
abrazivni Cleny, které jsou usporadany anulamé, a upinaci stil majici pfidrzny povrch se otaci ve
stavu, kde je dany wafer drZzen na pfidrzném povrchu. Pfi brouseni waferu je tento brusny kotouc
umistén nad danym waferem drzenym na tomto pfidrzném povrchu tohoto upinaciho stolu
takovym zpusobem, Ze abrazivni ¢leny prochazeji pres stfed tohoto waferu, jak je vidét v pudorysu
béhem otaceni brusného kotouce. V souladu s tim jsou abrazivni ¢leny uzpusobeny tak, aby prisly
do kontaktu s radialni oblasti daného waferu za ucelem brouseni tohoto waferu. Aby byla tato
radialni oblast waferu na pfidrzném povrchu soub&zna s brusnym povrchem kazdého abrazivniho
¢lenu, je uzpusoben vztah mezi sklonem rotani osy upinaciho stolu a sklonem rotacni osy
brusného kotouce (viz napriklad patentovy dokument JP 2015-009295 A).

Kromé toho je po provedeni brouseni dany wafer vylestén, a sice za ucelem zvySeni pevnosti
substratu. To znamena, Z¢ brusna stopa vytvorena prfi brouseni waferu je odstranéna
prostfednictvim tohoto vylesténi. Pri lesténi waferu je lestici kotouc pfitlaen na dany wafer tak,
aby tento wafer zakryl, takze stfedni ¢ast waferu ma tendenci k tomu, ze bude vylesténa vice. V
souladu s tim plati, Ze jestlize je dany wafer brousen tak, aby bylo dosazeno stejnomémé tloustky
a tento wafer je dale vylestén, prufezovy tvar daného vylestén¢ho waferu se stane typem
prufezového tvaru s tenkym stfedem, takze je stfedni cast dané¢ho waferu tenci nez periferni ¢ast
tohoto waferu. Aby byla tloustka waferu stejnomérna ve stavu po provedeni lesténi, byla navrzena
technika brouseni waferu, jejimz cilem je ziskani prufezového tvaru typu s tlustym stfedem, takze
stfedni cast tohoto waferu je siln€js§i nez perifemi ¢ast daného waferu (viz napfiklad patentovy
dokument JP 2013-004726 A).

Podstata vynalezu

Nicméné plati, Ze mira lesténi ve stfedni Casti waferu a na periferni casti waferu se lisi podle
lesticich podminek vcetné materiala lesticiho kotoude, abrazivnich zm, daného waferu jako
obrabéného kusu, doby pritlaceni lesticiho kotouce na wafer a zatéze pritlaceni lesticiho kotouce
na wafer. To znamend, Ze tvar vylesténého waferu s tenkym stfedem se lisi podle lesticich
podminek. Pro zvladnuti tohoto problému je nezbytné zménit rozdil v tloust’ce mezi stfedni ¢asti a
periferni ¢asti brousené¢ho waferu typu s tlustym stfedem, a to podle lesticich podminek, ¢imz
padem dojde k uzpusobeni tvaru waferu s tlustym stfedem.

Toto uzptisobeni tvaru waferu s tlustym stfedem je provedeno zménou sklonu rotacni osy upinaciho
stolu vzhledem k rota¢ni ose brusného kotouce. Toto uzpusobeni sklonu ovSem vyzaduje
opakovani brouseni, lesténi a méfeni tloustky waferu, coz zpusobuje navyseni potfebného Casu.

Tim padem je cilem predlozeného vynalezu poskytnout brusné zafizeni, kter¢ mize usnadnit
uzpusobeni sklonu rotac¢ni osy upinaciho stolu vzhledem k rota¢ni ose brusného kotouce.

V souladu s jednim aspektem predlozeného vynalezu je zde poskytnuto brusné zafizeni zahmujici
pfidrznou jednotku véetné upinaciho stolu majiciho pfidrzny povrch pro pfidrzeni waferu, pficemz
tento upinaci stal je otoény okolo rotacni osy prochazejici pres stied tohoto pridrzného povrchu;
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brusnou jednotku zahrnujici hfidel majici rotacni osu a brusny kotou¢ namontovany na dolnim
konci této hridele, pricemz tento brusny kotou¢ ma mnozstvi abrazivnich ¢lend, které jsou
usporadany anularn¢, ¢imz padem plati, ze kdyZ se tato hfidel otaci a tim padem otaci brusnym
kotoucem, je wafer, drZzeny na upinacim stole, brousen s pomoci téchto abrazivnich ¢lent brusného
kotouce, ktery se otaci; jednotku pro uzpusobeni sklonu slouzici pro uzpisobeni sklonu rotacni osy
upinaciho stolu vzhledem k rotacni ose hfidele; a dotykovy panel. Tyto abrazivni ¢leny jsou
uzpusobeny tak, aby brousily wafer drzeny na upinacim stole v brusné oblasti jakozto radialni
oblasti rozprostirajici se od stfedu pridrzného povrchu k jeho vnéjSimu obvodu. Dotykovy panel je
uzpusoben tak, aby zobrazoval vstupni pole cilového tvaru pro vloZeni informace, tykajici se
cilového prufezového tvaru waferu, a vstupni pole aktualniho tvaru pro vloZeni informace, tykajici
se¢ aktuadlniho prufezového tvaru brousen¢ho waferu, a sice ve stavu, kde sklon rotacni osy
upinaciho stolu nebyl jesté zménén. Toto brusné zafizeni dale zahmuje fidici ¢ast pro porovnani
informace tykajici se cilového prafezového tvaru waferu jakoZzto vstupu do vstupniho pole cilového
tvaru s informaci tykajici se aktualniho prurezového tvaru waferu jakoZzto vstupu do vstupniho pole
aktualniho tvaru a poté pro fizeni jednotky pro uzpusobeni sklonu za u¢elem zmény sklonu rotacni
osy upinaciho stolu tak, ze je wafer brousen za ucelem dosaZeni cilového prufezového tvaru
waferu.

Pridrzna jednotka s vyhodou zahmuje mnozstvi pfidrznych jednotek, z nichz kazda ma upinaci
stal. Toto brusné zafizeni dale zahrnuje polohovaci jednotku pro posunuti jedné z tohoto mnozstvi
pfidrznych jednotek na brusnou pozici, kde je wafer brousen za pomoci brusné jednotky. Dotykovy
panel je uzpusoben tak, aby dale zobrazoval vybérovou ¢ast pro pouziti pfi vybéru jedné z mnozstvi
pridrznych jednotek. Ridici &ast je uzpiisobena tak, aby ménila sklon rotaéni osy upinaciho stolu v
pfidrzné jednotce, ktera byla vybrana za pouziti vybérové Casti.

Informace tykajici se prufezového tvaru waferu je s vyhodou vloZena do vstupniho pole cilového
tvaru a vstupniho pole aktualniho tvaru pokazd¢, kdyz jsou v ramci zpracovavani waferu nastaveny
zpracovavaci podminky.

V souladu s prfedloZzenym vynalezem muze byt na dotykovém panelu nastaven cilovy prufezovy
tvar waferu. Dale plati, ze aktualni prafezovy tvar waferu muze byt vlozen do dotykového panelu.
Podle vysledku porovnani mezi cilovym priafezovym tvarem a aktualnim priafezovym tvarem muze
ridici cast fidit jednotku pro uzpusobeni sklonu za icelem zmény sklonu rotacni osy upinaciho
stolu, a to tak, ze wafer je brousen za ucelem dosazeni cilového prurezového tvaru.

V pripadé€, ze brusné zafizeni zahrnuje mnozstvi pfidrznych jednotek, a Ze dotykovy panel zahruje
vybérovou ¢ast pro pouziti pii vybéru jedné z nékolikerych pridrznych jednotek, muze byt na
dotykovém panelu vybrana pridrzna jednotka jakozto subjekt uzptsobeni sklonu rotacni osy.

V piipadé, Ze informace tykajici se prifezového tvaru waferu je vlozena do vstupniho pole cilového
tvaru a vstupniho pole aktualniho tvaru pokazd¢, kdyz jsou v ramci zpracovavani waferu nastaveny
zpracovavaci podminky, pak muze byt v ramci jednoho brusného zarizeni ziskano mnozstvi waferi
majicich odli§né prufezove tvary.

Vyse uvedené a dalsi cile, znaky a vyhody pfedlozeného vynalezu a zpusobu jejich realizace budou

zfeym¢jSi a samotny vynalez bude nejlépe pochopen na zaklad¢é studia nasledujiciho popisu a
piiloZzenych naroku s odkazem na prilozené vykresy ukazujici vyhodné provedeni tohoto vynalezu.

Objasnéni vvkresu

OBR. 1 predstavuje perspektivni pohled zobrazujici brusné zarizeni podle vyhodného provedeni
predloZzeného vynalezu;

OBR. 2 predstavuje prufezovy bocni pohled na pfidrznou jednotku a brusnou jednotku, kter¢ jsou
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zahrnuty v ramci brusného zafizeni zobrazeného na OBR. 1;

OBR. 3 predstavuje prufezovy bocni pohled zobrazujici brusnou operaci brouseni waferu za pouZiti
brusné jednotky;

OBR. 4 predstavuje prifezovy bocni pohled zobrazujici zpusob méfeni tloustky waferu
brouseného prostiednictvim brusné jednotky;

OBR. 5A predstavuje prufezovy pohled zobrazujici wafer typu s tlustym stfedem;

OBR. 5B predstavuje prufezovy pohled zobrazujici wafer typu s tenkym stfedem;

OBR. 5C predstavuje prufezovy pohled zobrazujici wafer typu racciho kfidla;

OBR. 5D prfedstavuje prufezovy pohled zobrazujici wafer typu prevraceného racéiho kridla;
OBR. 5E predstavuje prufezovy pohled zobrazujici wafer stejnomérného typu;

OBR. 6 predstavuje ilustraci zobrazujici obrazovku pro nastaveni podminek zobrazenou na
dotykovém panelu;

OBR. 7 predstavuje schematicky pudorysny pohled zobrazujici vztah mezi upinacim stolem,
waferem a prstencovym kruhem vytvorenym prostfednictvim nékolikerych abrazivnich ¢lenu a
rovn¢z zobrazujici pozice dvou jemnych adjustacnich hfideli a fixni hridele;

OBR. 8 predstavuje ilustraci podobnou OBR. 6, zobrazujici stav, kdy aktualni prufezovy tvar a
cilovy prifezovy tvar waferu jsou vloZeny a je zobrazena mira posunuti pro kazdou jemnou
adjustacni hridel;

OBR. 9 predstavuyje ilustraci podobnou OBR. 6, zobrazujici stav, kdy je zobrazeno roletové menu
pro pouziti pfi vybéru jednoho subjektu ze ¢tyf upinacich stolu; a

OBR. 10 predstavuje ilustraci podobnou OBR. 6, zobrazyjici stav, kdy kazda jemna adjustacni

hridel byla posunuta a aktualni pozice kazd¢ jemn¢ adjustaéni hfidele byla aktualizovana za ucelem
zobrazeni.

Priklady uskute¢néni vyvnalezu

S odkazem na OBR. 1 je zde zobrazeno brusné zafizeni 1 podle vyhodného provedeni predlozeného
vynalezu. Toto brusné zafizeni 1 zahmuje prvni brusnou jednotku 30, druhou brusnou jednotku 31
a lestici jednotku 4. Tato prvni brusna jednotka 30 a druha brusna jednotka 31 slouZzi pro brouseni
waferu (na OBR. 1 neni zobrazen) drzeného na upinacim stole, jak bude popsano nize. Tato lestici
jednotka 4 slouzi pro vylesténi waferu zbrouseného prostfednictvim prvni brusné jednotky 30 a
druhé brusné jednotky 31. Toto brusné zafizeni 1 zahrnuje prvni zakladnovy kryt 10 a druhy
zakladnovy kryt 11 pfipojeny k prvnimu zakladnovému krytu 10 na jeho zadni stran¢ ve sméru +Y
zobrazeném na OBR. 1 s pomoci §ipky +Y. Na homim povrchu prvniho zakladnového krytu 10 je
definovana pohotovostni oblast A. Tato pohotovostni oblast A pfedstavuje oblast, kde je wafer,
uréeny k brouseni, zaloZen na upinaci stil nebo kde je vylestény wafer vylozen z upinaciho stolu.
Na druhou stranu plati, Ze na homim povrchu druhého zakladnového krytu 11 je definovana
zpracovavaci oblast B. Tato zpracovavaci oblast B predstavuje oblast, kde je wafer zalozeny na
upinaci stal zpracovavan prostfednictvim prvni brusné jednotky 30, druhé brusné jednotky 31 a
lestici jednotky 4.

Na pfednim povrchu prvniho zakladnového krytu 10 je ve sméru -Y zobrazeném na OBR. 1 s
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pomoci Sipky -Y poskytnuta montazni ¢ast 150 prvni kazety a montazni ¢ast 151 druhé kazety. Na
montazni ¢asti 150 prvni kazety je namontovana prvni kazeta 150a uchovavajici mnozstvi waferi
uréenych ke zpracovani. Na montazni ¢asti 151 druhé kazety je namontovana druha kazeta 151a
pro uloZeni zpracovanych waferi.

Na zadni strané prvni kazety 150a ve sméru +Y je poskytnut robot 155. Tento robot 155 slouzi k
tomu, aby pred zpracovanim vzal z prvni kazety 150a jeden z wafert a po zpracovani dal tento
wafer do druhé kazety 151a. V blizkosti robotu 155 je vytvorena doCasna umist'ovaci oblast 152.
Wafer, ktery byl vzat z prvni kazety 150a, je s pomoci robotu 155 premistén do doCasné umistovaci
oblasti 152. V této docasné umist'ovaci oblasti 152 je poskytnuta polohovaci jednotka 153, a sice
za ucelem polohovani waferu v do¢asné umistovaci oblasti 152.

V blizkosti polohovaci jednotky 153 je poskytnuta prvni premistovaci jednotka 154a, a sice za
ucelem premisténi waferu z docasné umistovaci oblasti 152 na upinaci stul. Tato prvni
premistovaci jednotka 154a je konfigurovana tak, aby drzela wafer a otacela se okolo svislé osy.
To znamena, Ze prvni pifemistovaci jednotka 154a slouzi k tomu, aby drZela wafer, ktery byl
polohovan s pomoci polohovaci jednotky 153, v doasné umist'ovaci oblasti 152, a pak tento wafer
premistila na upinaci stil poskytnuty ve zpracovavaci oblasti B. V blizkosti prvni pfemistovaci
jednotky 154a je poskytnuta druha premistovaci jednotka 154b, a sice za ucelem vylozeni waferu
z upinaciho stolu po zpracovani. Tato druha pfemistovaci jednotka 154b je rovnéz konfigurovana
tak, aby drzela wafer a otacela se okolo svislé osy. V blizkosti druhé prfemistovaci jednotky 154b
je poskytnuta Cistici jednotka 156, a sice za ucelem vy€isténi waferu premistén¢ho s pomoci druhé
pfemistovaci jednotky 154b po zpracovani. To znamena, ze zpracovany wafer je s pomoci druhé
pfemistovaci jednotky 154b prfemistén z upinaciho stolu k Cistici jednotce 156. Wafer vycistény s
pomoci Cistici jednotky 156 je s pomoci robotu 155 premistén od Cistici jednotky 156 ke druhé
kazeté 151a a pak je s pomoci robotu 155 uloZen do této druhé kazety 151a.

Na druhém zakladnovém krytu 11, a to na jeho zadnim konci, je ve sméru +Y poskytnut prvni
sloupek 12, a sice tak, aby zde stal vzpfimené. Na prednim povrchu tohoto prvniho sloupku 12 je
ve sméru -Y poskytnuta privadéci jednotka 20 pro brusku slouZzici pro pfivedeni prvni brusné
jednotky 30. Tato privadéci jednotka 20 pro brusku zahmuje kulickovy Sroub 200 majici svislou
osu tahnouci se ve sméru Z (to jest jak ve sméru +Z znazoméném s pomoci Sipky +Z, tak 1 ve
sméru -Z znazoméném s pomoci §ipky -Z), dvojici vodicich kolejnic 201 tahnoucich se soubézné
s timto kulickovym Sroubem 200, motor 202 pfipojeny k hornimu konci tohoto kulickového Sroubu
200 za ucelem otaceni kulickového Sroubu 200, a svisle pohyblivou desticku 203 majici vnitini
matici, ktera je prostfednictvim zavitu zapojena s kulickovym Sroubem 200, a majici dvojici
posuvnych ¢asti, které jsou samostatn¢ posuvné namontovany na dvojici vodicich kolejnic 201. V
souladu s tim plati, Ze kdyz se kulickovy Sroub 200 otaci s pomoci motoru 202, svisle pohybliva
desticka 203 se posune ve sméru Z (to jest jak ve sméru +Z, tak 1 ve sméru -Z), jak je vedena s
pomoci vodicich kolejnic 201, takZze se prvni brusna jednotka 30 poskytnuta na této svisle
pohyblivé destiéce 203 posune (je piivedena) ve sméru Z.

Prvni brusna jednotka 30 zahmuje hidel 300 majici svislou osu tahnouci se ve sméru Z, kryt 301
pro otacivou podporu hiidele 300, motor 302 pro otaceni hridele 300, kruhovy montazni drzak 303
upevnény na dolnim konci hridele 300, a brusny kotou¢ 304, ktery je odpojiteln¢ namontovan na
dolnim povrchu tohoto montazniho drzaku 303. Tento brusny kotou¢ 304 zahruje kotoucovou
zakladnu 304a a mnozstvi abrazivnich ¢lent 304b poskytnutych na dolnim povrchu této kotoucove
zakladny 304a, a sice tak, aby byly uspofadany anulamé podle vnéjsiho obvodu kotoucoveé
zakladny 304a. Kazdy abrazivni ¢len 304b ma tvar jako pravouhly hranol. V souladu s tim jsou
tyto n¢koliker¢ abrazivni Cleny 304b usporadany za ucelem vytvoreni prstencového kruhu. Kazdy
abrazivni ¢len 304b predstavuje abrazivni ¢len pro pouziti pfi hrubém brouseni a obsahuje
abrazivni zra majici relativné velky rozmér. To znamena, Ze prvni brusna jednotka 30 slouzi jako
hruba brusna jednotka pro provedeni hrubého brouseni waferu. Tato prvni brusna jednotka 30 je
drzena s pomoci drzaku 261 namontovaného na prednim povrchu svisle pohyblivé desticky 203 ve
sméru -Y.
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Dale plati, Ze na druhém zakladnovém krytu 11, a to na jeho zadnim konci, je ve sméru +Y
poskytnut prvni sloupek 13, a sice tak, aby zde stal vzpfimené. Tento druhy sloupek 13 se nachazi
v juxtapozici vicéi prvnimu sloupku 12 ve sméru X, konkrétnéji ve sméru -X znazornéném s pomoci
Sipky -X. To znamena, ze prvni sloupek 12 se nachazi v juxtapozici vuci druhému sloupku 13 ve
sméru +X znazornéném s pomoci Sipky +X. Na pfednim povrchu tohoto druhého sloupku 13 je ve
sméru -Y poskytnuta dalsi pfivadéci jednotka 20 pro brusku slouzici pro pfivedeni druhé brusné
jednotky 31. Tato privadéci jednotka 20 pro brusku slouzici pro pfivedeni druhé brusné jednotky
31 ma stejnou konfiguraci jako pfivadéci jednotka 20 pro brusku slouZzici pro privedeni prvni
brusné jednotky 30. V souladu s tim plati, Ze druha brusna jednotka 31 je posunuta (pfivedena) ve
sméru Z za pomoci privadéci jednotky 20 pro brusku poskytnuté na druhém sloupku 13. Tato druha
brusna jednotka 31 zahrnuje hridel 310 majici svislou osu tahnouci se ve sméru Z, kryt 311 pro
oto¢nou podporu hridele 310, motor 312 pro otaceni hfidele 310, kruhovy montazni drzak 313
upevnény k dolnimu konci htidele 310, a brusny kotou¢ 314, ktery je odpojitelné namontovan na
dolnim povrchu montazniho drzaku 313. Tento brusny kotou¢ 314 zahmuje kotoucovou zakladnu
314a a mnozstvi abrazivnich ¢leni 314b poskytnutych na dolnim povrchu kotoucové zakladny
314a, a to tak, ze jsou usporadany anulamé podle vnéjsiho obvodu kotoucové zakladny 314a.
Kazdy abrazivni ¢len 314b ma tvar jako pravouhly hranol. V souladu s tim plati, Ze tyto nékolikeré
abrazivni ¢leny 314b jsou usporadany tak, aby vytvorily prstencovy kruh. Kazdy abrazivni ¢len
314b predstavuje abrazivni ¢len pro pouZiti pfi jemném brouseni a obsahuje abrazivni zrna majici
relativn€ maly rozmér. To znamenad, Ze druha brusna jednotka 31 slouzi jako jemna brusna jednotka
pro provedeni jemného brouseni waferu.

Kromé toho je na druhém zakladnovém krytu 11, a to na jeho levém konci, poskytnut ve sméru -X
treti sloupek 14, a sice tak, aby zde stal vzprimeng. Na prednim povrchu tohoto tietiho sloupku 14
je ve sméru +X poskytnuta posunovaci jednotka Y 24 pro posunuti lestici jednotky 4 ve sméru Y.
Tato posunovaci jednotka Y 24 zahrnuje kulickovy Sroub 240 majici vodorovnou osu tahnouci se
ve sm¢ru Y, dvojici vodicich kolejnic 241 tahnoucich se soub€zné vici kuliCkovému Sroubu 240,
motor 242 pro otaceni kulickového Sroubu 240, a vodorovné pohyblivou desticku 243 majici
vnitini matici, ktera je prostfednictvim zavitu zapojena s timto kulickovym Sroubem 240, a majici
dvojici posuvnych ¢asti, které jsou samostatn¢ posuvn¢é namontovany na dvojici vodicich kolejnic
241. V souladu s tim plati, ze kdyZz se kulickovy Sroub 240 otaci za pomoci motoru 242, vodorovng
pohybliva desticka 243 se posune ve sméru Y (to jest jak ve sméru +Y, tak 1 ve sméru -Y), jak je
vedena za pomoci vodicich kolejnic 241, takze se lestici jednotka 4 poskytnuta na vodorovné
pohyblivé desticce 243 posune ve sméru Y.

Dale je na pfednim povrchu vodorovné pohyblivé desticky 243 ve sméru +X poskytnuta privadéci
jednotka 25 pro lesticku slouzici pro privedeni lestici jednotky 4. To znamena, Ze tato privadéci
jednotka 25 pro lesticku slouzi pro svislé posunuti lestici jednotky 4 smérem k a pry¢ od upinaciho
stolu. Tato privadéci jednotka 25 pro lesticku zahrmuje kulickovy Sroub 250 majici svislou osu
tahnouci se ve sméru Z, dvojici vodicich kolejnic 251 tahnoucich se soubézné vuéi kulickovému
Sroubu 250, motor 252 piipojeny k hornimu konci kuli¢kového Sroubu 250 pro otaceni kulickového
Sroubu 250, a svisle pohyblivou desticku 253 majici vnitini matici, ktera je prostfednictvim zavitu
zapojena s kulickovym Sroubem 250, a majici dvojici posuvnych ¢asti, které jsou samostatné
posuvn¢ namontovany na dvojici vodicich kolejnic 251. V souladu s tim plati, ze kdyz se kulickovy
Sroub 250 otaci za pomoci motoru 252, svisle pohybliva desticka 253 se posune ve sméru Z (to jest
jak ve sméru +Z, tak 1 ve sméru -Z), jak je vedena s pomoci vodicich kolejnic 251, takze se lestici
jednotka 4 poskytnuta na této svisle pohyblivé destiCce 253 posune (je privedena) ve sméru Z, a to
tak, Zze se dostane smérem k a pry¢ od upinaciho stolu.

Tato lestici jednotka 4 zahruje hridel 40 majici svislou osu tahnouci se ve sméru Z, kryt 41 pro
oto¢nou podporu této hridele 40, motor 42 pro otaceni této hridele 40, kruhovy montazni drzak 44
pripojeny k dolnimu konci této hfidele 40 a lestici kotou¢ 43 pfipevnény k dolnimu povrchu
montazniho drzaku 44 za ucelem lesténi waferu drzeného na upinacim stole. Lestici jednotka 4 je
drzena za pomoci drzaku 263 namontovan¢ho na pfednim povrchu svisle pohyblivé desticky 253
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ve sméru +X.

Jak je zobrazeno na OBR. 1, na druhém zakladnovém krytu 11 je otocné poskytnuta talifova to¢na
6 majici homi povrch 6a, pficemz na tomto homim povrchu 6a této talifové tocny 6 jsou otocné
poskytnuty ¢tyfi upinaci stoly CTA, CTB, CTC a CTD, a sice tak, aby byly usporadany ve stejnych
intervalech v obvodovém sméru této talifové tocny 6. Ve stiedu této talifové tocny 6 je poskytnuta
rotacni hfidel (neni vyobrazena) pro otaceni talifové tocny 6, a sice tak, Ze tato talifova tocna 6 se
muze otacet okolo svislé osy této rotacni hridele. V souladu s tim plati, Ze kdyZ se tato talifova
tocna 6 otaci okolo své osy, tyto ¢tyfi upinaci stoly CTA, CTB, CTC a CTD se rovnéz otaceji okolo
stiedu talifové toCny 6, takze kazdy z téchto upinacich stolu CTA az CTD muze byt postupné
posunut ze zakladaci pozice pobliz do¢asné umistovaci oblasti 152 pres prvni brusnou pozici pod
prvni brusnou jednotkou 30 a druhou brusnou pozici pod druhou brusnou jednotkou 31 na lestici
pozici pod lestici jednotkou 4. To znamena, Ze talifova tocna 6 slouzi jako polohovaci jednotka pro
posunuti kazdého z upinacich stoli CTA az CTD na prvni brusnou pozici, druhou brusnou pozici
a lestici pozici.

Jak je zobrazeno na OBR. 2, hridel 300 prvni brusné jednotky 30 ma rotacni osu 300a, ktera se
tahne svisle ve sméru Z, pricemz okolo této rotacni osy 300a hridele 300 se otaci brusny kotouc
304. Podobng¢ plati, ze hiidel 310 druhé brusné jednotky 31 ma rotacni osu 310a, ktera se tahne
svisle ve sméru Z, pfi¢emz okolo této rotacni osy 310a hfidele 310 se otaci brusny kotou¢ 314.

Kazdy ze Ctyf upinacich stold CTA az CTD zahmuje saci pridrznou ¢ast 510 vytvofenou z
porézniho ¢lenu pro drzeni waferu pod sanim a kruhovy valcovity ram 511 pro podporu této saci
pfidrzné ¢asti 510. Pod kazdym ze Ctyf upinacich stolu CTA az CTD je poskytnut motor 512. Tento
motor 512 slouzi pro otaceni kazd¢ho z té€chto Etyr upinacich stolu CTA az CTD okolo rotacni osy
513. Kazdy ze Ctyf upinacich stola CTA az CTD, motor 512 a rotacni osa 513 tvofi pfidrznou
jednotku 51. Saci pridrzna ¢ast 510 je pfipojena ke zdroji podtlaku (neni vyobrazen) za ucelem
vytvoreni saci sily. Tato saci pfidrzna ¢ast 510 ma homi obnazeny povrch jakozto pridrzny povrch
510a pro drzeni waferu pod sanim. To znamena, Ze tato saci sila vytvorena ze zdroje podtlaku je
prenasena na pridrzny povrch 510a saci pfidrzné ¢asti 510, ¢imZ padem drzi wafer na pfidrzném
povrchu 510a pod sanim.

Kazdy ze ¢tyr upinacich stola CTA az CTD je podporovan prostfednictvim jednotky 56 pro
uzpusobeni sklonu slouzici pro uzptsobeni sklonu rotacni osy 513 prochazejici pres stfed
pridrzného povrchu 510a. Tato jednotka 56 pro uzpusobeni sklonu zahmuje pfinejmensim tfi
podpurmné ¢asti. Pfingjmensim dvé z téchto podpumych ¢asti predstavuji pohyblivé podpumé ¢asti
52 a 53, pricemz ta zbyvajici pfedstavuje fixni podpurmou ¢ast 54. Tyto pohyblivé podpirné ¢asti
52 a 53 a fixni podpurna ¢ast 54 jsou poskytnuty na dolnim povrchu ramu 311, a to tak, aby byly
usporadany ve stejnych intervalech v obvodovém sméru ramu 511. Jakozto modifikaci muze
jednotka 56 pro uzpusobeni sklonu zahrnovat tfi pohyblivé podpimé ¢asti a zadnou fixni
podpurnou cast. To znamend, Ze jednotka 56 pro uzpusobeni sklonu mize zahmovat pouze tfi
pohyblivé podpurné casti. Jako dalsi modifikaci muze jednotka 56 pro uzpusobeni sklonu
zahrnovat Ctyfinebo vice podpumych Casti zahrmujicich prinejmensim tfi pohyblivé podpumé ¢asti
a pringjmensim jednu fixni podpumou ¢ast. Pohybliva podpurna ¢ast 52 zahmuje motor 520
poskytnuty ve vnitini zakladné 55 brusného zafizeni 1, jemnou adjustacni hfidel 521 pfipojenou k
motoru 520 a uzpusobenou tak, aby se otacela za pomoci motoru 520, podpirnou ¢ast 522 pro
oto¢nou podporu této jemné adjustacni hfidele 521 a prijimaci ¢ast 523 vyc¢nivajici smérem doli z
dolniho povrchu ramu 511 a majici diru pro pfijeti horni ¢asti jemné adjustaéni hiidele 521. Motor
520 je pripojen k fidici ¢asti 60 a je uzpuisoben tak, aby byl pii svém provozu fizen fidici ¢asti 60.
Tato ridici ¢ast 60 rovnéz slouzi k fizeni provozu kazdé komponenty brusné¢ho zafrizeni 1.

Na homi ¢asti jemné adjustacni hfidele 521 je vytvoren vnéjsi zavit 521a, pfiCemz na povrchu
vnitini strany prijimaci ¢asti 523 je vytvoren vnitini zavit 523a, kde je vnéjsi zavit 521a jemné
adjustacni hridele 521 zapojen s vnitinim zavitem 523a pfijimaci ¢asti 523. Kromé¢ toho je na
povrchu vnitfni strany pfijimaci ¢asti 523 poskytnut pozi¢ni senzor 523b pro detekci pozice
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horniho konce jemné adjustaéni hiidele 521. Ridici ¢ast 60 slouzi pro rozpoznani relativni pozice
homiho konce jemné adjustacni hridele 521 vzhledem k tomuto poziénimu senzoru 523b. Kromé
toho je k homimu povrchu vnitini zakladny 55 upevnéna podpura cast 522. Dalsi pohybliva
podpurna ¢ast 53 ma stejnou konfiguraci, jako je tomu u pohyblivé podpimé ¢asti 52. To znamena,
z¢ tato pohybliva podpurna ¢ast 53 zahmuje motor (neni vyobrazen) poskytnuty ve vnitini zakladné
55, jemnou adjustacni hridel 531 pripojenou k tomuto motoru a uzpusobenou tak, aby se otacela
za pomoci tohoto motoru, podpurnou ¢ast 532 pro oto¢nou podporu jemné¢ adjustaéni hridele 531
a pfijimaci ¢ast 533 vycnivajici smérem dolii z dolniho povrchu ramu 511 a majici diru pro pfijeti
homi ¢asti jemné adjustacni hfidele 531. Tento motor je rovnéz pripojen k ridici Casti 60 a
uzpusoben tak, aby byl pfi svém provozu fizen fidici ¢asti 60. Na horni ¢asti jemné adjustacni
hridele 531 je vytvoren vngj$i zavit 531a a vnitini zavit 533a je vytvoren na povrchu vnitini strany
prijimaci ¢asti 533, v niz je vnéj$i zavit 531a jemné adjustacni hiidele 531 zapojen s vnitinim
zavitem 533a piijimaci ¢asti 533. Krom¢ toho je na povrchu vnitini strany prijimaci ¢asti 533
poskytnut pozi¢ni senzor 533b pro detekci pozice homiho konce jemné adjustacni hridele 531.
Ridici &ast 60 slouzi k rozpoznani relativni pozice homi konce jemné adjustaéni hfidele 531
vzhledem k tomuto pozi¢nimu senzoru 533b. Kromé toho je k hornimu povrchu vnitini zakladny
55 upevnéna podpurna ¢ast 532.

Na druhou stranu, fixni podptirna ¢ast 54 zahmuje fixni hfidel 541 majici dolni konec upevnény k
homimu povrchu vnitini zakladny 55 a horni konec upevnény k dolnimu povrchu ramu 511.

V pohyblivé podptimé ¢asti 52 je motor 520 fizen prostfednictvim fidici ¢asti 60 za ucelem otaceni
jemné adjustacni hridele 521, a to tak, ze vnéjsi zavit 521a této jemné adjustacni hfidele 521 je
relativné posunut vzhledem k vnitinimu zavitu 523a piijimaci ¢asti 523. Vysledkem je, ze pfijimaci
cast 523 se svisle posune a vyska ramu 511 vzhledem k vnitini zakladné¢ 55 je v souladu s tim
zménéna na pozici, kde je poskytnuta prijimaci ¢ast 523. Provoz dalsi pohyblivé podptimé casti 53
je podobny, jako je tomu u pohyblivé podpumé ¢asti 52. Na druhou stranu, u fixni podpumné ¢asti
54 se vyska ramu 511 vzhledem k vnitini zakladné 55 nezméni, a sice v pozici, kde je poskytnuta
fixni hfidel 541. Tim padem je piijimaci ¢ast 523 svisle posunuta vzhledem k jemné adjustacni
hrideli 521 nebo se piijimaci ¢ast 533 svisle posune vzhledem k jemn¢ adjustacni hiideli 531, ¢imz
padem dojde ke zméné sklonu rotacni osy 513 upinaciho stolu CTA (CTB, CTC nebo CTD)
vzhledem k rota¢ni ose 300a hridele 300.

Pridrzny povrch 510a pfedstavuje kuzelovy povrch, pfi¢emz ¢ast (radialni oblast) tohoto
kuzelového povrchu je s pomoci zasahu jednotky 56 pro uzpusobeni sklonu ucinéna soub&znou s
dolnim povrchem (brusny povrch) kazdé¢ho abrazivniho ¢lenu 304b nebo 314b. Jak je zobrazeno
na OBR. 1, toto brusné zafizeni 1 zahmuje dotykovy panel 70 pro pouziti pfi zadavani podminek
zpracovani nebo pfi zobrazeni stavu zpracovavaného waferu. Tento dotykovy panel 70 zahmuje
nastavovaci ¢ast 122 pro pouZiti pfi nastavovani cilového prufezového tvaru waferu a ukladani
tohoto cilového prifezového tvaru, vkladaci cast 121 pro pouziti pfi vkladani aktualniho
prufezového tvaru waferu v pripad¢ brouseni waferu ve vztahu k aktualnimu sklonu rota¢ni osy
513 a vyb&rovou ¢ast 131 pro pouziti pfi vybéru kteréhokoli ze Ctyf upinacich stolu CTA az CTD
tvoficich ¢tyfi pfidrzné jednotky 51. Cilovym prufezovym tvarem waferu, ktery ma byt nastaven
za pomocl nastavovaci ¢asti 122 a aktualnim priafezovym tvarem waferu, ktery ma byt vlozen za
pomoci vkladaci ¢asti 121, jsou svisl¢ prufezové tvary, jak jsou ziskany prostrednictvim rozfiznuti
waferu podle jeho pruméru.

Nyni bude popsan provoz tohoto brusné¢ho zafizeni 1 ve smyslu posloupnosti kroki.
1. Pripravny krok

V ramci pripravného kroku jsou z dotykového panelu 70 vlozeny podminky zpracovani pro hrubé
brouseni, jemn¢ brouseni a lesténi. Pfi aktualnim provedeni tohoto zpracovani fidici ¢ast 60 precte
vstup podminek zpracovani a fidi provoz brusného zafizeni 1 podle nactenych podminek
zpracovani. Ridici ast 60 typicky zahmuje vypocetni jednotku (procesor) a tiloznou jednotku
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(pamét). Tato vypocetni jednotka napriklad operuje podle programu uloZzeného v ulozné jednotce,
¢imz padem provadi ruzné druhy fizeni, které¢ jsou nezbytné pro zpracovani podle vlozenych
podminek zpracovani. Dale plati, ze fidici cast 60 fidi jednotku 56 pro uzpiisobeni sklonu
zobrazenou na OBR. 2 podle obsahu vstupu z dotykového panelu 70 a cilového prufezového tvaru
waferu. To znamena, Ze v ramci fizeni prostfednictvim fidici ¢asti 60 je sklon rotacni osy 513
kazdého upinaciho stolu vzhledem k rota¢ni ose 300a nebo 310a kazdé brusné jednotky uzptisoben
za pomoci provozu jednotky 56 pro uzpusobeni sklonu. Toto uzptisobeni bude podrobnéji popsano
v dalS§im textu.

2. Krok brouseni

Po vlozeni podminek zpracovani z dotykového panelu 70 je uveden do chodu robot 155, aby vzal
z prvni kazety 150a jeden z waferi, urenych ke zpracovani, a dale premistil tento wafer k
polohovaci jednotce 153. Po provedeni polohovani waferu v doasné umistovaci oblasti 152 za
pomoci uvedeni do chodu polohovaci jednotky 153, je uvedena do chodu prvni pfemistovaci
jednotka 154a za ucelem premisténi waferu od polohovaci jednotky 153 na jeden ze Ctyr upinacich
stoli CTA az CTD v zakladaci pozici pobliz prvni premistovaci jednotky 154a. Nyni se
predpoklada, ze dany wafer byl premistén na upinaci stil CTA a pak na ném pridrzen.

Jak je zobrazeno na OBR. 3, wafer W ma homi povrch Wa a dolni povrch Wb, pfi¢emz k tomuto
dolnimu povrchu Wb waferu W byla predtim prfipojena ochranna paska T. Tento wafer W je
prostrednictvim této ochranné pasky T drzen na pfidrzném povrchu 510a upinaciho stolu CTA.
Nasledné se talifova tocna 6 otoci o prfedem urceny uhel (napf. 90 stupii), aby posunula wafer W
na prvni brusnou pozici pod prvni brusnou jednotkou 30. Nasledn¢ se upinaci stil CTA otaci okolo
rotacni osy 513 a hridel 300 se otaci okolo rotacni osy 300a, ¢imz padem se otaci brusny kotouc
304. Dale je uvedena do chodu privadéci jednotka 20 pro brusku slouzZici pro privedeni prvni brusné
jednotky 30 za ucelem privedeni (spusténi) prvni brusné jednotky 30 ve sméru -Z, dokud se
otacejici se abrazivni Cleny 304b brusn¢ho kotouce 304 nedostanou do kontaktu s hornim
povrchem Wa waferu W. Tim padem je horni povrch Wa waferu W hrubé brousen za pomoci
abrazivnich ¢lent 304b. V této dob¢ prichazeji abrazivni ¢leny 304b do radialni oblasti horniho
povrchu Wa waferu W.

Trebaze neni vyobrazena, brusné zafizeni 1 zahmuje jednotku pro méfeni tloustky slouzici pro
méfeni tloustky waferu W. Tato jednotka pro méreni tloustky zahmuje méfidlo pfidrzného
povrchu pro méreni vysky pridrzného povrchu 510a a méfidlo waferu pro méfeni vysky horiho
povrchu Wa waferu W, kde tloustka waferu W je méfena na zaklad¢ rozdilu mezi vyskou
nam¢fenou s pomoci méfidla pfidrzného povrchu a vyskou naméfenou s pomoci méridla waferu.
V souladu s tim plati, Ze kdyz se tloustka waferu W, zméfena tak, jak je uvedeno vyse, dostane do
shody s predem uréenou tloustkou, prvni brusna jednotka 30 je zvednuta ve sméru +Z za pomoci
piivadéci jednotky 20 pro brusku za ucelem ukonéeni hrubého brouseni.

Nasledné se talifova tocna 6 zobrazena na OBR. 1 dale otoci o pfedem urceny uhel (napf. 90
stupni), aby tim padem posunula wafer W na druhou brusnou pozici pod druhou brusnou jednotkou
31. Nasledng, jak je zobrazeno na OBR. 3, se upinaci stiil CTA otaci okolo rotacni osy 513 a hridel
310 se otaci okolo rotacni osy 310a, ¢imz padem se otaci brusny kotou¢ 314. Dale je uvedena do
chodu privadéci jednotka 20 pro brusku slouzici pro pfivedeni druhé brusné jednotky 31 za acelem
pfivedeni (spusténi) druhé brusné jednotky 31 ve sméru -Z, dokud otacejici se abrazivni ¢leny 314b
brusného kotouce 314 neprijdou do kontaktu s hrub€ brousenym hornim povrchem Wa waferu W.
Tim padem je hrub¢é brouseny homi povrch Wa waferu W dale jemné brousen za pomoci
abrazivnich ¢lent 314b. Kdyz se tloustka waferu W dostane do shody s pfedem uréenou tloustkou,
druha brusna jednotka 31 je zvednuta ve sméru +Z za pomoci privadéci jednotky 20 pro brusku za
ucelem ukonceni jemného brouseni.

Jak je zobrazeno na OBR. 4, v sousedstvi druhé brusné jednotky 31 jsou poskytnuty tfi jednotky
pro m¢teni tloustky 320, 321 a 322. Jednotka pro méreni tloustky 320 slouzi pro méfeni tloustky
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stiedni ¢asti Wo jemn¢ brouseného waferu W. Jednotka pro méfeni tloustky 322 slouzi pro méfeni
tloustky periferni ¢asti We jemn¢ brouseného waferu W. Jednotka pro méfeni tloustky 321 slouzi
pro m¢feni tloustky prechodové Casti Wm mezi stfedni ¢asti Wo a periferni ¢asti We jemné
brouseného waferu W. Ridici ¢ast 60 mize nadist tloustky naméfené s pomoci téchto tii jednotek
pro méfeni tloustky 320, 321 a 322. JakoZzto modifikace muze byt poskytnuta jedna jednotka pro
méreni tloustky, a sice tak, aby byla pohybliva v radialnim sméru waferu W, takze tloustky stfedni
Casti Wo, prechodové ¢asti Wm a periferni ¢astt We waferu W mohou byt zméreny s pomoci
radialné se pohybujici jedné jednotky pro méfeni tloustky.

OBR. 5A az 5E zobrazuji rizné prufezové tvary waferu W ve stavu po provedeni jemného
brouseni. To znamena, ze OBR. 5A zobrazuje typ s tlustym stfedem, takze tloustka stfedni Casti
Wo je vétsi, nez je tomu u periferni ¢asti We. OBR. 5B zobrazuje typ s tenkym stfedem, takze
tloustka stfedni Casti Wo je mensi, neZ je tomu u periferni ¢asti We. OBR. 5C zobrazuje typ racciho
kridla, takze tloustka pfechodové castt Wm je vétsi, nez je tomu u stfedni ¢asti Wo a nez je tomu
u periferni ¢asti We. OBR. 5D zobrazuje typ s prevracenym racéim kfidlem, takze tloustka
pfechodové ¢astt Wm je mensi, neZ je tomu u stiedni ¢asti Wo a nez je tomu u periferni ¢asti We.
OBR. 5E zobrazuje stejnomérny typ, takze tloustka stfedni Casti Wo je stejna, jako je tomu u
pfechodové ¢asti Wm a jako je tomu u periferni ¢asti We. Tim, Ze jsou uvedeny do chodu jednotky
pro méfeni tloustky 320, 321 a 322 zobrazené na OBR. 4, a sice za ucelem zméfeni tloustky stfedni
¢asti Wo, prechodové ¢asti Wm a periferni ¢asti We, je mozné urcit, ke kterému z typt zobrazenych
na OBR. 5A az 5E nalezi prifezovy tvar waferu W.

Na OBR. 4 je prufezovy tvar waferu W stejnomérného typu, jak je znazoméno s pomoci plné ¢ary.
Nicmén¢ vSak plati, Ze stfedni ¢ast waferu W je prostfednictvim lestici jednotky 4 vylesténa vice.
V souladu s tim plati, Ze aby prufezovy tvar waferu W ve stavu po vylesténi odpovidal
stejnomémému typu, je idealni prufezovy tvar waferu W, ve stavu po ukonceni jemného brouseni,
typ s tlustym stfedem, jak je znazornéno s pomoci pruhledové ¢ary na OBR. 4.

3. Krok lesténi

Po ukonceni jemného brouseni se talifova tocna 6 dale otoéi o pfedem urceny uhel (napf. 90
stupii), aby tim padem posunula wafer W na lestici pozici pod lestici jednotkou 4. Nasledné se
upinaci stil CTA otaci a hridel 40 se otaci , ¢imz padem se otaci lestici kotouc 43. Dale je uvedena
do chodu privadéci jednotka 25 pro lesticku za ucelem piivedeni (spusténi) lestici jednotky 4 ve
sméru -Z, dokud otacejici se lestici kotou¢ 43 nepfijde do kontaktu s hornim povrchem Wa jemné
brousen¢ho waferu W. V souladu s tim plati, Zze horni povrch Wa waferu W je lestén za pomoci
lesticiho kotouce 43. Kdyz se tloustka waferu W, lesténcho tak, jak je uvedeno vyse, dostane do
shody s pfedem uréenou tloustkou, lestici jednotka 4 je zvednuta ve sméru +Z za pomoci piivadéci
jednotky 20 pro lesticku za aéelem ukonceni lesténi.

Po ukon¢eni lesténi je takto vylestény wafer W drzen a vyloZen z upinaciho stolu CTA za pomoci
druhé premistovaci jednotky 154b a pak je za pomoci druh¢ premistovaci jednotky 154b pfemistén
k Cistici jednotce 156. Nasledné je wafer W vy€istén s pomoci Cistici jednotky 156 a dale je s
pomoci robotu 155 pfemistén od Cistici jednotky 156 ke druhé kazet¢ 151a. Nakonec je wafer W s
pomoci robotu 155 ulozen do druhé kazety 151a.

4. Nastaveni podminek zpracovani v ramci pripravného kroku

Pfi nastaveni podminek zpracovani pro jemné brouseni v ramci pripravného kroku je na dotykovém
panelu 70 zobrazena obrazovka 100 pro nastaveni podminek, ktera je vyobrazena na OBR. 6. Tato
obrazovka 100 pro nastaveni podminek ma zobrazovaci pole 110 pro uloZenou pozici jemné
adjustacni hridele, vstupni pole 120 pro miru uzpusobeni tvaru waferu pri brouseni Z2 a pole 130
pro uloZeni pozice. Na této obrazovce 100 pro nastaveni podminek znamena symbol Z2 druhou
brusnou jednotku 31 vyobrazenou na OBR. 1.
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Jak je zobrazeno na OBR. 7, dvé pohyblivé podpimé ¢asti 52 a 53 a fixni podpurna cast 54 jsou
umistény ve tfech bodech, leZicich na kruhu, odpovidajicim vnéjSimu obvodu kazd¢ho ze Ctyr
upinacich stolui CTA az CTD, a sice takovym zpusobem, Ze tyto tfi body tvofi pravidelny
trojuhelnik majici t€zisté, které je ve shodé se stiedem pridrzného povrchu 510a, jak je vidét pii
pudorysném pohledu. To znamena, Ze dvé pohyblivé podpimé ¢asti 52 a 53 a fixni podpurna ¢ast
54 jsou poskytnuty mezi kazdym upinacim stolem a vnitini zakladnou 55, coz je na OBR. 2
zobrazeno ve tfech pozicich pfimo pod vrcholy vyse uvedeného pravideln¢ho trojuhelniku. Na
obrazovce 100 pro nastaveni podminek, ktera je zobrazena na OBR. 6, oznacuje vyraz ,hiidel L*
jemnou adjustacni hridel 521 pohyblivé podpurné ¢asti 52 a vyraz ,hfidel R* oznacuje jemnou
adjustacni hridel 531 pohyblivé podpurné casti 53. Jak je zobrazeno na OBR. 7, stfed kruhu
prochazejiciho pres hridel L, hfidel R a fixni hridel 541 fixni podpumé ¢asti 54 je ve shodé se
stiedem Q pfidrzného povrchu 510a kazdého z upinacich stoli CTA az CTD. Vztahovy symbol D
na OBR. 7 oznacuje pramér pridrzného povrchu 510a. Fixni hfidel 541, jemna adjustacéni hridel
521 ajemna adjustacéni hiidel 531 jsou usporadany ve stejnych intervalech na tfech pozicich pfimo
pod vnéjsim obvodem piidrzné¢ho povrchu 510a.

Wafer W ma mensi prumér, neZ je tomu u pridrzného povrchu 510a. Na OBR. 7 oznacuje vztahovy
symbol R polomér waferu W. Krom¢ toho oznacuje vztahovy symbol r polomér prstencového
kruhu vytvoreného prostfednictvim n¢kolikerych abrazivnich ¢lenti 314b, které jsou ureny pro
pouziti pfi provedeni jemného brouseni v kroku brouseni. ProtoZze ma kazdy abrazivni ¢len 314b
urcitou Sirku, pfedstavuje tento polomér r prstencového kruhu polomér kruhu prochazejiciho pres
stied Sirky kazd¢ho abrazivniho ¢lenu 314b.

Jak je zobrazeno na OBR. 2, pfidrzny povrch 510a predstavuje kuzelovy povrch, pfi¢emz abrazivni
¢leny 314b prichazeji do kontaktu s hornim povrchem Wa waferu W v brusné oblasti WR jakozto
radialni oblasti waferu W, jak je zobrazeno na OBR. 7. Tato brusna oblast WR se rozprostira od
stfedu O pridrzného povrchu 510a smérem k fixni hiideli 541. Dale plati, Zze vzdalenost od stfedu
O k prechodové ¢asti Wm brusné oblasti WR je rovna poloving (R/2) poloméru R waferu W.

Na obrazovce 100 pro nastaveni podminek, ktera je zobrazena na OBR. 6, zobrazuje zobrazovaci
pole 110 pro uloZenou pozici jemné adjustacni hiidele aktualni Z pozice jemné adjustacni hridele
521 a 531 dvou pohyblivych podpumych casti 52 a 53 jednotky 56 pro uzpusobeni sklonu
zobrazené na OBR. 2, to znamena aktualni Z pozice hridele L a hfidele R, jak jsou zobrazeny na
OBR. 7. Na tomto zobrazovacim poli 110 pro uloZenou pozici jemné adjusta¢ni hfidele oznacuje
vyraz ,,CTA* upinaci stal CTA, vyraz ,,CTB* oznacuje upinaci stul CTB, vyraz ,,CTC* oznacuje
upinaci stal CTC a vyraz ,,CTD* oznacuje upinaci stil CTD. Dale plati, Z¢ na tomto zobrazovacim
poli 110 znazoriuje hodnota pro Hfidel L u kazdého z upinacich stoli CTA az CTD vzdalenost
mezi pozi¢nim senzorem 523b a hornim koncem jemné adjustacni hridele 521 pohyblivé podpumeé
¢asti 52 zobrazené na OBR. 2. Podobn¢ plati, z¢ hodnota pro hridel R u kazdého z upinacich stolu
CTA az CTD znazoruje vzdalenost mezi pozi¢nim senzorem 533b a homim koncem jemné
adjustacni hridele 531 pohyblivé podpumné ¢asti 53 zobrazené na OBR. 2. V tomto zobrazovacim
poli 110 oznacuje u kazdé hodnoty znaménko minus to, Ze homi konec jemné adjustacni hridele
521 nebo 531 je ve své urovni nize nez pozicni senzor 523b nebo 533b.

Na obrazovce 100 pro nastaveni podminek, ktera je zobrazena na OBR. 6, zahmuje vstupni pole
120 pro miru uzpusobeni tvaru waferu pii brouseni Z2 vstupni pole 121 aktualniho tvaru, vstupni
pole 122 cilového tvaru a zobrazovaci pole 123 pro miru posunuti jemné adjustacni hfidele.

Toto vstupni pole 121 aktualniho tvaru pfedstavuje pole pro vloZeni informace (dat) tykajici se
aktualniho prufezového tvaru waferu W, jak je zméfen po provedeni testovaciho jemného brouseni
za pouziti druhé brusné jednotky 31. Ve vstupnim poli 121 aktualniho tvaru jsou vloZeny tloustky
namérené s pomoci tfi jednotek pro méfeni tloustky 320, 321 a 322, jak jsou zobrazeny na OBR.
4. Hodnota vyrazu ,stfedova vyska (reference) predstavuje hodnotu, ktera je naméfena s pomoci
jednotky 320 pro meéreni tloustky, hodnota vyrazu ,,vySka R/2* predstavuje hodnotu, ktera je
nam¢fena s pomoci jednotky 321 pro méfeni tloustky a hodnota vyrazu ,,vyska R* predstavuje
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hodnotu, ktera je naméfena s pomoci jednotky 322 pro méreni tloustky. Vstupni pole 121
aktualniho tvaru slouzi jako vkladaci ¢ast 121 pro vlozeni aktualniho prufezového tvaru waferu,
jak je zobrazeno na OBR. 1.

Vstupni pole 122 cilového tvaru predstavuje pole pro vloZeni informace (dat) tykajicich se cilového
prufezového tvaru waferu W ve stavu po provedeni lesténi s pomoci lestici jednotky 4. U vstupniho
pole 122 cilového tvaru predstavuje hodnota vyrazu ,,stfedova vyska (reference) cilovou hodnotu
pro vysku stfedni ¢asti Wo waferu W, hodnota vyrazu ,,vySka R/2* predstavuje cilovou hodnotu
pro vysku prechodové casti Wm waferu W a hodnota vyrazu ,,vySka R* predstavuje cilovou
hodnotu pro vysku perifemi ¢asti We waferu W. Vstupni pole 122 cilového tvaru slouzi jako
nastavovaci ¢ast 122 pro vlozeni cilového prurezového tvaru waferu W a nastaveni téhoz, jak je
zobrazeno na OBR. 1.

Vkladaci ¢ast 121 a nastavovaci ¢ast 122 jsou pouZity pro vloZeni a nastaveni hodnot pokazd¢,
kdyz jsou v ramci zpracovani waferu W nastaveny podminky zpracovani. Jinymi slovy, informace
(data) tykajici se prafezového tvaru waferu W jsou vlozeny do vstupniho pole 121 aktualniho tvaru
a do vstupniho pole 122 cilového tvaru pokazdé, kdyz jsou v ramci zpracovani waferu W
nastavovany podminky zpracovani.

Zobrazovaci pole 123 pro miru posunuti jemné adjustacni hfidele zobrazené v dolni pozici ve
vstupnim poli 120 pro miru uzpusobeni tvaru waferu pfi brouseni Z2 predstavuje pole pro
zobrazeni miry uzpusobeni pro vysku kazdého prvku z dvojice zahrnujici hridel L jakoZto jemnou
adjustacni hridel 521 a hfidel R jakoZto jemnou adjustacni hfidel 531, a sice za ucelem dosazeni
cilového prufezového tvaru waferu W. Hodnoty ve zobrazovacim poli 123 jsou vypocteny za
pomoci fidici ¢asti 60 podle hodnot ve vstupnim poli 121 aktualniho tvaru a ve vstupnim poli 122
cilového tvaru. V pfipadé€ posunuti hiidele L a hfidele R smérem nahoru je k témto hodnotam
pridano znaménko plus, zatimco v pripad¢ posunuti Hridele L a Hridele R smérem dolu je k témto
hodnotam pfidano znaménko minus.

Pole 130 pro uloZeni pozice zahmuje vybérovou ¢ast 131 pro pouziti pfi vybéru jednoho ze Ctyf
upinacich stola CTA az CTD a pri aplikaci dané miry uzpusobeni pro hiidel L a hridel R, které
Jsou zobrazeny ve zobrazovacim poli 123 pro tento vybrany upinaci stul. Toto pole 130 pro uloZeni
pozice dale zahmuje tladitko 132 pro uloZeni, které je uzpusobeno tak, aby bylo aktivovano
dotekem operatora pri ukladani mér uzpiisobeni. Ve vybérové ¢asti 131 je pole s vyrazem ,,subjekt
CT* uzpusobeno tak, aby bylo aktivovano dotekem operatora, ¢im dojde ke zobrazeni roletového
menu. V souladu s tim plati, Ze operator muze z tohoto roletového menu vybrat kterykoliv z
upinacich stolu CTA az CTD. Na OBR. 6 je ve vybérové Casti 131 jakozto priklad vybran stul
LCTA™,

Ridici &ast 60 zobrazena na OBR. 1 naéte informace (data) tykajici se cilového prifezového tvaru
waferu W, jak jsou nastaveny v nastavovaci ¢asti 122 a informace (data) tykajici se aktualniho
prufezového tvaru waferu W, jak jsou vloZzeny do vkladaci ¢asti 121. Nasledn¢ tato ridici ¢ast 60
ridi pohyblivé podpurné ¢asti 52 a 53 tak, aby byl dosazen cilovy prifezovy tvar waferu W, jak byl
nastaven v nastavovaci ¢asti 122, ve stavu po provedeni lesténi, a sice podle hodnot pro stfedovou
vysku (reference) ve stfedni casti Wo, vySku R/2 v pifechodové ¢asti Wm a vySku R v periferni
casti We, jak jsou vlozeny do vkladaci ¢asti 121, a podle hodnot pro stfedovou vysku (reference),
vySku R/2 a vysku R, jak jsou nastaveny v nastavovaci ¢asti 122.

Obrazovka 100 pro nastaveni podminek, zobrazena na OBR. 6, pfedstavuje uvodni obrazovku. V
souladu s tim plati, Ze ve zobrazovacim poli 110 pro uloZenou pozici jemné adjustacni hfidele jsou
zobrazeny aktualni pozice hfidele L a hfidele R pro kazdy z upinacich stolid CTA az CTD. Na
druhou stranu plati, ze ve vstupnim poli 120 pro miru uzpisobeni tvaru waferu pii brouseni Z2
jsou vSechny hodnoty 0. Za tohoto stavu operator vlozi naméfené hodnoty pro sttedovou vysku
(reference), vysku R/2 a vysku R, ve stavu po provedeni testovaciho jemného brouseni, do
vstupniho pole 121 aktualniho tvaru ve vstupnim poli 120 pro miru uzpusobeni tvaru waferu pii



10

15

20

25

30

35

40

CZ 2020 - 194 A3

brouseni Z2, ¢imz je ziskana obrazovka 100a pro nastaveni podminek, zobrazena na OBR. 8. Ve
vstupnim poli 121 aktualniho tvaru na obrazovce 100a pro nastaveni podminek, zobrazené na OBR.
8, je hodnota pro stiedovou vysku (reference) 0 a hodnoty pro vysku R/2 a vysku R jsou relativni
hodnoty vzhledem k hodnoté stfedové vysky (reference). Tato stfedova vyska (reference)
predstavuje vysku stfedni ¢asti Wo, vyska R/2 predstavuje vysku prechodové ¢asti Wm a vyska R
predstavuje vySku perifemi casti We. Ve vstupnim poli 121 aktualniho tvaru na piikladu
zobrazeném na OBR. 8 jsou hodnota 0,00 um pro stfedovou vysku (reference), hodnota 0,50 um
pro vysku R/2 a hodnota 1,00 um pro vysku R vlozeny jako naméfené hodnoty na waferu W ve
stavu po provedeni testovaciho jemného brouseni. To znamena, Ze tento wafer W ziskany za
pomoci provedeni tohoto testovaciho jemného brouSeni predstavuje typ s tlustym stfedem.
Nicmén¢ vSak plati, ze cilovy prufezovy tvar waferu W ve stavu po provedeni lesténi je
stejnomémy prurezovy tvar, takze tloustka waferu W je stejnomé€ma. V souladu s tim plati, ze ve
vstupnim poli cilového tvaru 122, zobrazeném na OBR. 8, je hodnota pro stfedovou vysku
(reference) 0, hodnota pro vysku R/2 je 0 a hodnota pro vysku R je 0.

Poté, co jsou vlozeny aktualni tvar a cilovy tvar, jak je uvedeno vyse, ridici ¢ast 60 porovna cilovy
prufezovy tvar waferu W, jak je nastaven v nastavovaci ¢asti 122, s aktualnim prafezovym tvarem
waferu W, jak je vloZen do vkladaci ¢asti 121, a pak zobrazi ve zobrazovacim poli 123 pro miru
posunuti jemné adjustacni hridele hodnoty podle aktualniho tvaru a cilového tvaru. Nasledn¢ tato
ridici ¢ast 60 fidi jednotku 56 pro uzpusobeni sklonu za ucelem zmény sklonu rotacni osy 513,
takze dany wafer muze byt brousen za uéelem ziskani cilového priufezového tvaru. Zpracovani pro
toto fizeni bude nyni popsano podrobng¢ji. Jakozto priklad, pokud jde o upinaci stul CTA, Tabulka
1 zobrazuje aktualni hodnotu vzdalenosti od pozi¢niho senzoru 523b k homimu konci jemné
adjustacni hridele 521 (hridel L) ve sméru Z a aktualni hodnotu vzdalenosti od pozi¢niho senzoru
533b k homimu konci jemné adjustacni hiidele 531 (hfidel R) ve sméru Z. V této Tabulce 1 jsou
dale rovnéz zobrazeny aktualni hodnoty vzdalenosti ohledné fixni hfidele 541. Krom¢ toho jsou v
této Tabulce 1 dale rovnéz zobrazeny cilové hodnoty odpovidajici kazd¢ aktualni hodnotg.
Relativni pozice Z jemné adjustacni hiidele 521 (hfidel L) vzhledem k pozi¢nimu senzoru 523b a
relativni pozice Z jemné adjustacni hfidele 531 (hfidel R) vzhledem k pozi¢nimu senzoru 533b
Jsou zobrazeny ve zobrazovacim poli 110 pro uloZenou pozici jemné adjustacni hridele.

(Tabulka 1)

Aktualni pozice Z Cilova pozice Z
Hridel [nm] [nm]
Fixni hfidel 0,60 (ZF0) 0 (ZF1)
Hridel L -0,32 (ZL0) 0(ZL1)
Hridel R -0,28 (ZRO) 0 (ZR1)

Ridici cast 60 precte hodnoty nastavené v nastavovaci ¢asti 122. Potom fidici ¢ast 60 vypocte miru
posunuti ML pro hfidel L ve sméru Z na zadklad¢ Rovnice (1) pro uzpusobeni pozice Z hiidele L.

ML =(ZL0 - ZF0) - (ZL1 - ZF 1)
=(-0,32-0,60)-(0-0)
=-0,92

Rovnice (1)

Podobné¢ plati, ze fidici ¢ast 60 vypocte miru posunuti MR pro hfidel R ve sméru Z na zaklad¢
Rovnice (2) pro uzptisobeni pozice Z hiidele R.
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MR = (ZR0 - ZF0) - (ZR1 - ZF1)
=(-0.28 - 0,60) - (0 - )
=088

Rovnice (2)

Ridici &ast 60 dale zobrazi ve zobrazovacim poli 123 pro miru posunuti jemné adjustaéni hiidele,
obrazovky 100a pro nastaveni podminek, zobrazené na OBR. 8, vyse vypoctené hodnoty pro ML
a MR.

Nasledné, jak je zobrazeno na obrazovce 100b pro nastaveni podminek na OBR. 9, operator
aktivuje dotekem tlacitko ,subjekt CT ve vybérové Casti 131 za ucelem zobrazeni roletového
menu 131a. Potom v ramci tohoto roletového menu 131a operator aktivuje dotekem tlacitko
,,CTA®, ¢imz vybere upinaci stil CTA. Nasledn¢ operator aktivuje dotekem tlacitko pro uloZeni
132 za aéelem ulozeni mér posunuti jemné adjustacni hfidele pro hfidel L a hfidel R na upinacim
stole CTA.

Nasledné fidici ¢ast 60 spusti pohon motorii 520 a 530 pohyblivych podpumych ¢asti 52 a 53,
zobrazenych na OBR. 2, aby tim padem doslo k pohybu jemné¢ adjustacni hridele 521 (hfidel L) a
jemné adjustacni hfidele 531 (hfidel R) o vyse ziskané miry posunuti. Nasledn¢ tato fidici ¢ast 60
pfida hodnoty indikujici aktualni pozice hfidele L a hfidele R k vySe vypoctenym hodnotam pro
miru posunuti jemné adjustacni hridele. To znamena, Ze fidici ¢ast 60 provede nasledujici vypocet.

-0,32 +(-0,92) = -1,24
-0,28 + (-0,88) = -1,16

Ridici ¢ast 60 zobrazi vysledky tohoto vypo&tu v polich pro hiidel L a hiidel R pro CTA ve
zobrazovacim poli 110 pro ulozenou pozici jemné adjustacni hridele, jak je zobrazeno na obrazovce
100¢ pro nastaveni podminek na OBR. 10. Kromé toho se hodnoty pro miru posunuti ve
zobrazovacim poli 123 pro miru posunuti jemn¢ adjustacni hridele vrati na 0. Podobnym zpusobem
je vloZena cilova hodnota a jsou vypocteny miry uzpusobeni pro hridel L a hridel R u kazdého
upinaciho stolu rovnéz pro dalsi upinaci stoly CTB, CTC a CTD. Tyto vypoctené hodnoty pro miru
uzpusobeni jsou uloZeny a vysky hridele L a hfidele R jsou aktualné uzpisobeny za pomoci
pohyblivych podpiimych €asti 52 a 53 v ramci piidrzné jednotky 51 pro kazdy upinaci stil. Poté
Jsou tyto uzpusobené hodnoty pro vySku zobrazeny ve zobrazovacim poli 110 pro uloZenou pozici
jemné adjustacni hridele, jak je zobrazeno na OBR. 10.

Timto zpusobem je uzpusobena vyska kazdého z upinacich stoli CTA az CTD, aby tim padem
doslo ke zmén¢ sklonu rotacni osy 513 u kazd¢ pridrzné jednotky 51. Nasledné, ve stavu, kde byl
sklon rotac¢ni osy 513 zménén, je proveden krok lesténi. V souladu s tim plati, ze wafer W mize
byt lestén za acelem dosazeni stejnoméme tloustky.

Nicmén¢ vSak plati, Ze je obtizné¢ dosahnout stejnomémé tloustky waferu W tim, Ze se toto
uzpusobeni provede pouze jednou. V pfipadé, Ze je provedeno jemné brouseni podle uzpusobenych
podminek a prifezovy tvar waferu W ve stavu po provedeni jemného brouseni nebude ve shod¢ s
hodnotami vloZzenymi do vstupniho pole aktualniho tvaru, potom jsou miry posunuti jemnych
adjustacnich hfideli 521 a 531 znovu uzpusobeny. Nasledné je toto jemné brouseni a lesténi
provedeno znovu. Prostfednictvim opakovani takovéto operace muze byt dosazeno stejnomérné
tloustky waferu W.

Jak je popsano vySe, prufezovy tvar waferu W ve stavu po provedeni jemného brouSeni je nastaven
na typ s tlustym stfedem. Nasledné je horni povrch Wa waferu W lestén za pouziti lestici jednotky

4, takze muze byt dosazeno stejnomemeé tloustky waferu W.

Jakozto modifikace se muze cilovy prufezovy tvar waferu lisit podle upinacich stoli. Dale plati, Ze
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zatimco v ramci tohoto vyhodného provedeni jsou poskytnuty ¢tyfi pfidrzné jednotky 51, v ramci
pfedlozeného vynalezu mohou byt poskytnuty jedna nebo vice pfidrznych jednotek.

Dale plati, Ze zatimco toto brusné zafizeni 1 v ramci tohoto vyhodného provedeni zahrnuje lestici
jednotku 4, brusné zafizeni podle predloZzeného vynalezu nemusi zahmovat lestici jednotku. Kromé
toho plati, Ze brusné zarizeni podle predloZzen¢ho vynalezu muze zahmovat jednu brusnou
jednotku.

PredloZzeny vynalez neni omezen na detaily vySe popsané¢ho vyhodného provedeni. Rozsah
patentové ochrany tohoto vynalezu je definovan prostfednictvim priloZzenych naroku a veskeré
zmény a modifikace, tak, jak spadaji do ekvivalentniho ramce rozsahu patentové ochrany téchto
narok, jsou tim padem zahrnuty jakoZzto soucast tohoto vynalezu.
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PATENTOVE NAROKY

1. Brusné zafizeni, vyznacujici se tim, Ze zahmuje:

pridrznou jednotku zahmujici upinaci stiil majici pfidrzny povrch pro drzeni waferu, pfi¢emz tento
upinaci stil se otaci okolo rotacni osy prochazejici pies stied tohoto pridrzného povrchu;

brusnou jednotku zahrnujici hfidel majici rotacni osu a brusny kotou¢ namontovany na dolnim
konci této hridele, pricemz tento brusny kotou¢ ma mnozstvi abrazivnich ¢lent, které jsou
usporadany anularn¢, kde kdy?z se tato hridel otaci, aby se tim padem otacel brusny kotouc, je wafer
drZeny na upinacim stole brousen za pomoci abrazivnich ¢lenu otacejiciho se brusného kotouce;

jednotku pro uzpusobeni sklonu slouzici pro uzpusobeni sklonu rotacni osy upinaciho stolu
vzhledem k rotacni ose hridele; a dotykovy panel, pricemz:

tyto abrazivni ¢leny jsou uzpusobeny tak, aby brousily wafer drzeny na upinacim stole v brusné
oblasti jakozto radialni oblasti, ktera se rozprostira od stfedu pridrzného povrchu k jeho vnéjsimu
obvodu, a

dotykovy panel je uzpusoben tak, aby zobrazoval vstupni pole cilového tvaru pro vloZeni informace
tykajici se cilového prurezového tvaru waferu a vstupni pole aktudlniho tvaru pro vlozeni
informace tykajici se aktualniho priifezového tvaru brouseného waferu, a sice ve stavu, kde sklon
rotacni osy upinaciho stolu nebyl dosud zménén, toto brusné zafizeni dale zahmuje:

ridici ¢ast pro porovnani informace tykajici se cilového prifezového tvaru waferu, jak je vloZena
do vstupniho pole cilového tvaru, s informaci tykajici se aktualniho prifezového tvaru waferu, jak
je vlozena do vstupniho pole aktualniho tvaru, a pak pro fizeni jednotky pro uzpusobeni sklonu za
ucelem zmény sklonu rotacni osy upinaciho stolu, a sice tak, ze dany wafer je brousen za ucelem
dosazeni cilového prifezového tvaru tohoto waferu.

2. Brusné zafizeni podle naroku 1, vyznacujici se tim, Ze:

pridrzna jednotka zahmuje mnozstvi pridrznych jednotek, z nichz kazda ma upinaci stul, pficemz
toto brusné zafizeni dale zahmuje:

polohovaci jednotku pro posunuti jedné z tohoto mnozstvi pridrznych jednotek na brusnou pozici,
kde je wafer brousen za pomoci brusné jednotky, priemz:

dotykovy panel je uzptisoben tak, aby dale zobrazoval vybérovou ¢ast pro pouziti pii vybéru jedné
z tohoto mnozstvi pridrznych jednotek, a

ridici Cast je uzpusobena tak, aby ménila sklon rotacni osy upinaciho stolu v ramci pfidrzné
jednotky vybrané za pouziti vybéroveé Casti.

3. Brusné zafizeni podle naroku 1, vyznacujici se tim, Ze:
informace tykajici se prufezového tvaru waferu je vlozena do vstupniho pole cilového tvaru a do
vstupniho pole aktualniho tvaru pokazdé, kdyz jsou v ramci nastaveni waferu nastaveny podminky

zpracovani.

9 vykresu
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